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中关村科学城集成电路流片补贴申报指南
（征求意见稿）

依据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》《北京市高精尖产业发展资金管理办法》等文件，为落实《中关村科学城集成电路创芯引领行动计划（2024-2026年）》，充分发挥海淀区财政资金的引导作用，特制定《中关村科学城集成电路流片补贴申报指南》（以下简称《申报指南》）。
1、 支持依据
第一条 根据《中关村科学城集成电路创芯引领行动计划（2024-2026年）》，支持集成电路设计企业开展多项目晶圆（MPW）或工程产品首轮流片（全掩膜），推动集成电路设计企业加大研发投入，降低设计企业流片成本，加快推进集成电路产业高质量发展。
二、支持对象及申报条件
第二条 申报单位为在海淀区登记注册、具有独立法人资格、从事集成电路设计业务的企业。
第三条 申报单位需在相关期限内开展多项目晶圆（MPW）或工程产品首轮流片（全掩膜），且产品流片合同已执行完毕，并在海淀区开展该产品产业化工作。
第四条 申报单位需拥有产品的自主知识产权。
三、支持内容和标准
第五条 支持集成电路设计企业开展多项目晶圆（MPW）首轮流片，对符合条件的企业按照流片费用一定比例予以奖励。
1.对在境内开展多项目晶圆（MPW）首轮流片的企业，按照不超过产品流片费用的50%予以奖励，单个企业上限300万元。
2.对在境外开展多项目晶圆（MPW）首轮流片的企业，按照不超过产品流片费用的30%予以奖励，单个企业上限200万元。
第六条 支持集成电路设计企业开展工程产品首轮流片（全掩膜），对符合条件的企业按照流片费用一定比例予以奖励。
1.对在境内开展先进制程（14nm及以下）工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按照不超过产品流片费用的30%予以奖励，单个企业上限800万元；对在境内开展成熟制程（14nm以上）工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按照不超过产品流片费用的20%予以奖励，单个企业上限500万元。
2.对在境外开展先进制程（14nm及以下）工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按照不超过产品流片费用的15%予以奖励，单个企业上限500万元。
第七条 若有多个产品符合多项申报条件可同时申报，单个企业本年度奖励金额最高不超过1500万元。
四、实施方式
第八条 申报审核方式。政策申报审核采取线上申报，并将纸质版申报材料提交至中关村科学城管委会，中关村科学城管委会根据企业申报材料组织第三方进行审核。
第九条 资金计划。中关村科学城管委会根据当年海淀区流片补贴专项资金预算额度，拟定资金拨付计划建议。
第十条 资金拨付。按照区财政专项资金管理的相关要求,中关村科学城管委会根据最终资金拨付计划，将资金拨付至企业指定账户。
第五章 附 则
第十一条 本细则由中关村科学城管委会负责解释。
第十二条 本细则自印发之日起实施，有效期至2027年12月31日。
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